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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Markier- und/oder Nivelliervorrichtung (1) mit Mitteln (7) zum Erzeugen
eines, insbesondere punkt- und/oder linienférmigen, Arbeitslichtstrahls (8) zum Projizieren von Markierungen (5, 18) in unter-
schiedlichen Parallelebenen auf einer Projektionsebene (4). ErfindungsgemiB ist vorgesehen, dass Mittel (9) zum Erzeugen eines
zum Arbeitslichtstrahl (8) parallelen, insbesondere punkt- und/oder linienférmigen, Hilfslichtstrahls (10) vorgesehen sind. Ferner
betrifft die Erfindung ein System sowie ein Verfahren.
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Beschreibung

Titel

Markier- und/oder Nivelliervorrichtung, System sowie Ver-

fahren

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine Markier- und/oder Nivelliervor-
richtung gemdB dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein System
gemall Anspruch 8 sowie ein Verfahren gemall dem Oberbegriff

des Anspruchs 11.

Zum Ubertragen von Messpunkten auf eine Wand, beispielswei-
se um Bilder, Regalsysteme oder Wandleuchten im geeigneten
Abstand in einer Horizontalebene anzubringen, ist es be-
kannt, sogenannte Laserwasserwaagen einzusetzen, die, nach-
dem sie horizontal ausgerichtet wurden, eine in einer Hori-
zontalebene liegende Laserlinie auf die Wand (Projektions-
ebene) projizieren. Sollen mit bekannten Laserwasserwaagen
Messpunkte in zwei parallelen, in Hochrichtung beabstande-
ten, Horizontalebenen markiert werden, so muss die Laser-
wasserwaage zunadchst in der in Hochrichtung beabstandeten
Horizontalebene ausgerichtet werden, um eine geeignete ho-
rizontale Laserlinie auf die Projektionsebene zu projizie-
ren. Diese Vorgehensweise ist &duBerst aufwendig, zumal =zu-
vor der Abstand zwischen den Horizontalebenen genau aufge-

tragen werden muss.

Weiterhin ist es bekannt, zum Projizieren wvon horizontalen
Laserlinien auf eine Projektionsebene Nivelliergerdte mit
hochwertigen, meist magnetisch gedampften, Pendelsystemen

einzusetzen. Um Abbildungsfehler zu vermeiden, missen diese
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Gerdte in dem HoOhenbereich aufgestellt werden, in dem die
horizontale Laserlinie auf die Projektionsebene projiziert
werden soll. Insbesondere dann, wenn in unterschiedlichen
Hohenbereichen Horizontallinien auf die Projektionsebene
projiziert werden sollen, erfordert dies die Verwendung von
speziellen Zusatzgeradaten wie hohenverstellbaren Stativen
oder Teleskopstangen und eine Anordnung der gesamten Vor-

richtung in unterschiedlichen Arbeitsbereichen.

Offenbarung der Erfindung
Technische Aufgabe

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfache
Markier- und/oder Nivelliervorrichtung vorzuschlagen, mit
der, ohne die gesamte Vorrichtung, beispielsweise mit einem
Stativ, 1in unterschiedliche Positionen verstellen zu mUs-
sen, das Erzeugen von Markierungen auf einer Projektions-
ebene in unterschiedlichen Parallelebenen, vorzugsweise Ho-
rizontalebenen oder Vertikalebenen, moéglich ist. Ferner be-
steht die Aufgabe darin, ein System mit einer solchen Mar-
kier- und/oder Nivelliervorrichtung vorzuschlagen, mittels
dem das Aufbringen wvon Markierungen in unterschiedlichen
Parallelebenen auf einer Projektionsebene méglich ist. Wei-
terhin besteht die Aufgabe darin, ein Verfahren zum einfa-
chen Projizieren von Markierungen in unterschiedlichen Pa-

rallelebenen auf eine Projektionsebene vorzuschlagen.

Technische Lésung

Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Markier- und/oder Ni-
velliervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1, hin-
sichtlich des Systems mit den Merkmalen des Anspruchs 8 und

hinsichtlich des Verfahrens mit den Merkmalen des Anspruchs
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10 geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteranspriichen angegeben. In den Rahmen der Erfin-
dung fallen auch samtliche Kombinationen aus zumindest zwei
von in der Beschreibung, den Anspriichen und/oder den Figu-
ren offenbarten Merkmalen. Zur Vermeidung von Wiederholun-
gen sollen rein vorrichtungsgemal offenbarte Merkmale auch
als verfahrensgemall offenbart gelten und beanspruchbar
sein. Ebenso sollen rein verfahrensgemall offenbarte Merkma-
le als vorrichtungsgemall offenbart gelten und beanspruchbar

sein.

Die Erfindung hat erkannt, dass es, um Abbildungsfehler bei
dem Erzeugen von Markierungen in unterschiedlichen Paral-
lelebenen auf einer Projektionsebene zu minimieren oder be-
vorzugt zu vermeiden, notwendig ist, einen Arbeitslicht-
strahl zum Erzeugen einer Markierung derart relativ zu der
Projektionsebene auszurichten, dass sich der Arbeitslaser-
strahl in einer senkrecht zur Projektionsebene verlaufenden
Ebene befindet. Um ein derartiges Ausrichten des Arbeits-
lichtstrahls, insbesondere eines Arbeitslaserstrahls, auf
einfache Weise zu realisieren, ist es mit einer nach dem
Konzept der Erfindung ausgebildeten Markier- und/oder Ni-
velliervorrichtung méglich, einen zu dem Arbeitslichtstrahl
parallelen Hilfslichtstrahl, insbesondere einen Hilfslaser-
strahl, zu erzeugen. Bevorzugt ist der Hilfslichtstrahl da-
bei punkt- und/oder linienfdrmig ausgebildet. Unter einem
punkt- und/oder linienférmigen Lichtstrahl wird ein Licht-
strahl verstanden, dessen Querschnittsflache punkt-
und/oder linienférmig ausgebildet ist. Durch das Justieren
des Hilfslaserstrahls derart, dass dieser in einer zur Pro-
jektionsebene orthogonalen Ebene angeordnet ist, wird auto-
matisch der zum Hilfslichtstrahl parallele Arbeitslicht-

strahl in eine orthogonal zur Projektionsebene verlaufende
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Ebene Jjustiert. Zum Ausrichten des Hilfslichtstrahls und
damit des Arbeitslichtstrahls wirkt der Hilfslichtstrahl
bevorzugt mit einem Spiegelelement zusammen, das parallel
zur Projektionsebene anordnenbar ist. Bevorzugt ist das
Spiegelelement fiir den Fall, dass es gsich bei der Projekti-
onsebene um eine (vertikale) Wand handelt, an dieser im Ar-
beitsbereich des Hilfslaserstrahls aufgehangt. Zum Ausrich-
ten des Hilfslichtstrahls wird die Markier- und/oder Nivel-
liervorrichtung bzw. eine die Lichtquelle zum Erzeugen des
Hilfslichtstrahls aufweisende Funktionseinheit derart rela-
tiv zu der Projektionsebene ausgerichtet, dass der Hilfs-
lichtstrahl auf das Spiegelelement auftrifft und ein wvon
diesem zurickreflektierter Lichtstrahl in einer orthogonal
zu der Projektionsebene verlaufenden Ebene =zum Liegen
kommt. Flir den Fall, dass der Hilfslaserstrahl (im Quer-
schnitt) punktférmig ist, kann dies dadurch erreicht wer-
den, dass der wvon dem Spiegelelement zurilickreflektierte
Lichtstrahl mit dem Hilfslichtstrahl zur Deckung kommt. Es
ist jedoch ausreichend, wenn der zuriickreflektierte Licht-
strahl auf eine mit Abstand zu dem Hilfslichtstrahl ange-
ordnete Markierung auf der Markier- und/oder Nivelliervor-
richtung auftrifft, wobei diese Markierung in einer den
Hilfslichtstrahl aufnehmenden, senkrecht zur Projektions-
ebene verlaufenden, Ebene angeordnet sein muss. Besonders
einfach ist eine Ausrichtung des Hilfslichtstrahls, wenn
dieser (im Querschnitt) linienfdrmig ist. Der Hilfslicht-
strahl und damit der Arbeitslichtstrahl sind dann korrekt
ausgerichtet, wenn ein von der Spiegelebene =zurickreflek-
tierter (im Querschnitt) linienfdrmiger Lichtstrahl mit dem
Hilfslichtstrahl zur Deckung kommt, oder auf eine Markie-
rung der Markier- und/oder Nivelliervorrichtung trifft, die
in einer senkrecht zur Projektionsebene verlaufenden, den

Hilfslichtstrahl aufnehmenden, Ebene angeordnet ist.
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Bevorzugt befindet sich die Markierung lotrecht ober-
und/oder unterhalb einer Hilfslichtstrahlquelle bzw. dem
Austrittspunkt des Hilfslichtstrahls auf der Markier-
und/oder Nivelliervorrichtung und/oder in einer dazu senk-

recht verlaufenden Ebene.

Insbesondere dann, wenn ein (im Querschnitt) linienfdrmiger
Hilfslichtstrahl =zum Ausrichten des Arbeitslichtstrahls
eingesetzt wird, miissen, um mit der Markier- und/oder Ni-
velliervorrichtung nivellierte horizontale oder vertikale
Markierungen auf die Projektionsebene in unterschiedlichen
Horizontal- Dbzw. Vertikalebenen mdglichst abbildungs-
fehlerfrei aufbringen zu kdnnen, Mittel vorgesehen werden,
um die Jjeweilige Schwenkachse, um die der Arbeitslicht-
strahl verschwenkt werden muss, horizontal bzw. vertikal
ausrichten zu konnen. Dies kann im einfachsten Fall durch
das Vorsehen mindestens einer Libelle, vorzugsweise durch
das Vorsehen von mindestens zweil rechtwinklig zueinander
angeordneten Libellen, realisiert werden. Dadurch, dass ei-
ne nach dem Konzept der Erfindung ausgebildete Markier-
und/oder Nivelliervorrichtung nach dem Ausrichten des Ar-
beitslichtstrahls relativ zur Projektionsebene durch einfa-
ches Verschwenken um eine parallel zur Projektionsebene
verlaufende Schwenkachse Markierungen in unterschiedlichen
Parallelebenen auf der Projektionsebene aufbringen kann,
kann auf aufwendige Stative oder Teleskopstangen zum Posi-
tionieren der Markier- und/oder Nivelliervorrichtung in un-
terschiedlichen Hoch- wund/oder Querpositionen verzichtet
werden.

In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil vorgesehen,
dass zum Erzeugen des Arbeitslichtstrahls und zum Erzeugen

des Hilfslichtstrahls jeweils eine Lichtquelle, vorzugsweil-
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se jeweils eine Laserlichtguelle, vorgesehen ist. Alterna-
tiv dazu 1ist es denkbar, den Hilfslichtstrahl durch eine
geeignete Optik (Strahlenleiter) aus dem Arbeitslichtstrahl
abzuzweigen und zu diesem (fest) parallel auszurichten.
Beim Vorsehen zweier separater Lichtquellen ist darauf =zu
achten, dass diese derart =zueinander ausgerichtet werden,
dass der Hilfslichtstrahl parallel zum Arbeitslichtstrahl
verlauft. Zur Minimierung von Abbildungsfehlern ist es vor-
teilhaft, wenn die beiden Lichtquellen in einem relativ ge-

ringen Abstand zueinander angeordnet sind.

Zum erleichterten Ausrichten des Hilfslichtstrahls relativ
zur Projektionsebene und zum Verschwenken des Arbeitslicht-
strahls, vorzugsweise zusammen mit dem Hilfslichtstrahl,
relativ zur Projektionsebene zum Erzeugen von Markierungen
in unterschiedlichen Parallelebenen, ist eine Ausfihrungs-
form von Vorteil, beili der die Markier- und/oder Nivellier-
vorrichtung eine Schwenkeinrichtung mit drei rechtwinklig
zueinander verlaufenden Schwenkachsen aufweist. Fir den
Fall, dass Markierungen in unterschiedlichen Horizontalebe-
nen auf der Projektionsebene erzeugt werden sollen, muss
die guer zur Projektionsebene verlaufende Y-Achse in einer
horizontalen Ebene liegen und parallel zur Projektionsebene
verlaufen. Analog muss zum Erzeugen von Markierungen in un-
terschiedlichen Vertikalebenen die Z-Achse (Hochachse) pa-
rallel zur Projektionsebene ausgerichtet sein und in einer
Vertikalebene verlaufen. Von besonderem Vorteil ist eine
Ausfihrungsform, bei der die mindestens eine Schwenkachse
realisierende Schwenkeinrichtung ldsbar an einer Funktions-
einheit festlegbar ist, die die Mittel zum Erzeugen des Ar-
beitslaserstrahls und die Mittel zum Erzeugen des Hilfsla-
serstrahls aufnimmt. Besonders vorteilhaft ist es dabei,

wenn eine um 90° gedrehte Zuordnung zwischen der Schwenk-
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einrichtung und der Funktionseinheit méglich ist. Diese
Ausfiihrungsform ist besonders dann wvon Vorteil, wenn der
Arbeitslichtstrahl und/oder der Hilfslichtstrahl (im Quer-
schnitt) linienfdrmig ausgebildet sind/ist. Durch die mog-
liche Anordnung der Funktionseinheit in zweili um 90° zuein-
ander versetzten Befestigungspositionen an der Schwenkein-
richtung ist auf einfache Weise der Wechsel zwischen hori-

zontalen und vertikalen Markierungen moglich.

Wie zuvor erwahnt, ist es, um in parallelen Horizontal-
bzw. Vertikalebenen liegende Markierungen auf der Projekti-
onsebene aufbringen zu kdnnen, notwendig, die Y-Achse bzw.
die Z-Achse parallel zur Projektionsebene auszurichten und
in einer Horizontalebene bzw. Vertikalebene anzuordnen. Be-
vorzugt sind hierzu geeignete Mittel an der Schwenkeinrich-
tung bzw. der Funktionseinheit, beispielsweise in Form von
Libellen, angeordnet. Um die Markier- und/oder Nivellier-
vorrichtung entsprechend ausrichten zu kénnen, ist dieser
bevorzugt ein Stativ, beispielsweise ein Dreibeinstativ mit
mindestens einem la&ngenveranderlichen Stativbein, =zugeord-

net.

Von besonderem Vorteil ist eine Ausfihrungsform, bei der an
der Vorrichtung mindestens eine Markierung vorgesehen ist,
die derart angeordnet ist, dass, falls ein von dem Spiegel-
element reflektierter Lichtstrahl auf dieser auftrifft, der
Hilfslaserstrahl in einer senkrecht, d.h. orthogonal, zur
Projektionsebene angeordneten Ebene aufgenommen, d.h. die

Markier- und/oder Nivelliervorrichtung ausgerichtet ist.

Die Erfindung fihrt auch auf ein System, umfassend eine zu-

vor beschriebene Markier- und/oder Nivelliervorrichtung so-
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wie ein parallel =zu der Projektionsebene anordnenbares

Spiegelelement.

Von besonderem Vorteil ist eine Ausfihrungsform, bei der
das Spiegelelement in oder an der Projektionsebene aufhang-
bar ist. Es ist auch denkbar, das Spiegelelement als Be-
standteil der Markier- und/oder Nivelliervorrichtung auszu-

bilden.

Weiterhin fihrt die Erfindung auf ein Verfahren zum Proji-
zieren von, insbesondere punkt- oder linienfdrmigen, Mar-
kierungen auf einer Projektionsebene, vorzugsweise unter
Einsatz eines zuvor beschriebenen Systems bzw. unter Ein-
satz einer zuvor beschriebenen Markier- und/oder Nivellier-

vorrichtung.

Gemdll dem Konzept des Verfahrens sind mindestens zwei
Lichtstrahlen, namlich ein Arbeitslichtstrahl zum Erzeugen
der Markierungen und ein parallel zu diesem verlaufender
Hilfslichtstrahl, vorgesehen, die vorzugsweise in einem ge-
ringen Abstand zueinander angeordnet sind. Der Hilfslicht-
strahl wird so lange relativ zu der Projektionsebene ver-
stellt, bis ein von einer parallel =zur Projektionsebene
verlaufenden Spiegelebene zurlickreflektierter Lichtstrahl
entweder mit dem Hilfslichtstrahl zur Deckung kommt
und/oder auf eine Markierung an der Markier- und/oder Ni-
velliervorrichtung trifft, die in einer senkrecht zur Pro-
jektionsebene verlaufenden, den Hilfslichtstrahl aufnehmen-
den, Ebene angeordnet ist. Nach einem derartigen Ausrichten
des Lichtstrahls und damit des Arbeitslichtstrahls, ggf.
nach einem =zusatzlichen vertikalen bzw. horizontalen Aus-

richten einer Schwenkachse, wird der Arbeitslichtstrahl,
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vorzugsweise zusammen mit dem Hilfslichtstrahl, um diese

Schwenkachse relativ zur Projektionsebene verschwenkt.

Von besonderem Vorteil ist eine Ausfihrungsform, bei der
der Hilfslichtstrahl (im Querschnitt) punktfdérmig ausgebil-
det ist. Die Markier- und/oder Nivelliervorrichtung ist
(zumindest teilweise) ausgerichtet, wenn der an der Spie-
gelebene zuriickreflektierte Lichtstrahl mit dem Hilfslaser-

strahl zur Deckung kommt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines be-
vorzugten Ausfiihrungsbeispiels sowie anhand der Zeichnung.

Diese zeigt in der einzigen

Fig. 1: ein System, umfassend eine Markier- und/oder Ni-
velliervorrichtung sowie ein parallel zu einer

Projektionsebene angeordnetes Spiegelelement.

Ausfihrungsform der Erfindung

In Fig. 1 ist ein System, umfassend eine Markier- und/oder
Nivelliervorrichtung 1 sowie ein Spiegelelement 2, gezeigt.
Das Spiegelelement 2 spannt eine Spiegelebene 3 auf, die
parallel zu einer Projektionsebene 4 angeordnet ist, auf
der in diesem Ausfihrungsbeispiel eine linienfdrmige Mar-
kierung 5 aufgebracht werden soll.

Die Markier- und/oder Nivelliervorrichtung 1 umfasst eine
Funktionseinheit 6 mit nicht naher dargestellten Mitteln 7
zum Erzeugen eines (im Querschnitt) linienfdrmigen Arbeits-

lichtstrahls 8 sowie Mittel 9 zum Erzeugen eines in diesem
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Ausfihrungsbeispiel (im Querschnitt) punktférmigen Hilfs-
lichtstrahls 10. Die Mittel 7, 9 sind derart relativ zuein-
ander angeordnet, dass der Arbeitslichtstrahl 8 und der

Hilfslichtstrahl 10 parallel zueinander verlaufen.

Die Markier- und/oder Nivelliervorrichtung 1 umfasst neben
der Funktionseinheit 6 eine Schwenkeinrichtung 11 zum Ver-
schwenken der Funktionseinheit 6 um drei rechtwinklig =zu-
einander angeordnete Schwenkachsen, namlich um eine X-
Achse, eine Y-Achse und eine Z-Achse. Die Funktionseinheit
6 ist zum einen in der gezeigten Befestigungsposition 1ds-
bar mit der Schwenkeinrichtung 11 als auch in einer um 90°
hierzu versetzten Befestigungsposition an der Schwenkein-
richtung 11 festlegbar. Hierzu ist sowohl an der in der
Zeichnungsebene unteren Seite 12 der Funktionseinheit o,
als auch in einer um 90° hierzu angewinkelten Seite 13 der
Funktionseinheit 6 jeweils eine léangliche, gerundete Aus-
sparung 14, 15 zum UmschlieBen einer konzentrisch zur Y-
Achse verlaufenden Schwenkhalterung 16 der Schwenkeinrich-

tung 11 vorgesehen.

Die Stromversorgung der Mittel 7, 9 zum Erzeugen des Ar-
beitslichtstrahls 8 und des Hilfslichtstrahls 10 wird mit-

tels eines nicht gezeigten Akkumulators sichergestellt.

Sollen mit der gezeigten Vorrichtung 1 waagerechte, nicht
nivellierte, Markierungen 5 auf der Projektionsebene 4 in
unterschiedlichen Parallelebenen erzeugt werden, sSO muss
die Funktionseinheit 6 zunachst derart um die X-Achse und
die Z-Achse ausgerichtet werden, dass auf Grund des An-
strahlens der Spiegelebene 3 mittels des Hilfslichtstrahls
10 von der Spiegelebene 3 ein Lichtstrahl 17 in Richtung

der Markier- und/oder Nivelliervorrichtung 1 =zurickge-
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strahlt wird, der so ausgerichtet ist, dass er entweder mit
dem Hilfslichtstrahl 10 =zur Deckung kommt oder auf eine
Markierung 18 auf der Funktionseinheit 6 trifft. Dabei ist
die Markierung 18 in einer den Hilfslichtstrahl 10 aufneh-
menden, senkrecht zur Projektionsebene 4 verlaufenden Ebene
angeordnet. Nach einem derartigen Ausrichten der Funktions-
einheit 6 relativ zur Projektionsebene 4 kann die Funkti-
onseinheit 6 und damit der Arbeitslichtstrahl 8 um die Y-
Achse verschwenkt werden, wodurch in beliebigen Parallel-
ebenen 1im Arbeitsbereich (Schwenkbereich) der Markier-
und/oder Nivelliervorrichtung 1 Markierungen auf der Pro-
jektionsebene erzeugt werden konnen. Anstelle des (im Quer-
schnitt) punktformigen Hilfslichtstrahls 10 kann auch ein
(im Querschnitt) linienfdrmiger Hilfslichtstrahl eingesetzt
werden, der vorzugsweise orthogonal zu der von dem linien-

formigen Arbeitslichtstrahl 8 aufgespannten Ebene verlauft.

Sollen Markierungen in nivellierten, parallelen Horizontal-
ebenen auf die Projektionsebene 4 projiziert werden, muss
die Funktionseinheit 6 zum einen, wie =zuvor beschrieben,
ausgerichtet werden, wobei zusadtzlich mit Hilfe einer Li-
belle 19 die Funktionseinheit 6 so ausgerichtet werden

muss, dass die Y-Achse in einer Horizontalebene liegt.

Sollen mit der gezeigten Markier- und/oder Nivelliervor-
richtung 1 senkrecht ausgerichtete Markierungen 5 auf der
Projektionsebene 4 erzeugt werden, muss die Funktionsein-
heit 6 relativ zu der Schwenkeinrichtung 11 um 90° gedreht
und mit der Seite 13 in der Zeichnungsebene nach unten wei-
send an der Schwenkeinrichtung 11 festgelegt werden. Dar-
aufhin wird die Funktionseinheit 6 relativ zur Projektions-
ebene 4 derart ausgerichtet, dass der (im Querschnitt)

punktfdérmige reflektierte Strahl 17 mit dem Hilfslicht-
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strahl 10 zur Deckung kommt oder auf die Markierung 18 auf-
trifft. Anstelle eines (im Querschnitt) punktfdormigen
Hilfslichtstrahls 10 kann auch ein (im Querschnitt) linien-
formiger Hilfslichtstrahl eingesetzt werden. Nach dem be-
schriebenen Ausrichten des Hilfslichtstrahls 10 und damit
des Arbeitslichtstrahls 8 kann die Funktionseinheit 6 um

die Z-Achse verschwenkt werden.

Um nivellierte Markierungen in parallelen Vertikalebenen
der Projektionsebene 4 erzeugen zu kdnnen, muss die Funkti-
onseinheit 6 zusatzlich mit Hilfe der Libelle 20 derart
ausgerichtet werden, dass die Z-Achse in einer Vertikalebe-

ne liegt.
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Anspriche

1.

Markier- und/oder Nivelliervorrichtung mit Mitteln (7)
zum Erzeugen eines, insbesondere punkt- und/oder 1li-
nienférmigen, Arbeitslichtstrahls (8) zum Projizieren
von Markierungen (5) in unterschiedlichen Parallelebe-

nen auf einer Projektionsebene (4),

dadurch gekennzeichnet,

dass Mittel (9) zum Erzeugen eines zum Arbeitslicht-
strahl (8) parallelen, insbesondere punkt- und/oder
linienférmigen, Hilfslichtstrahls (10) vorgesehen

sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass zum Erzeugen des Arbeitslichtstrahls (8) eine Ar-
beitslichtquelle, insbesondere eine Laserlichtquelle,
und zum Erzeugen des Hilfslichtstrahls (10) eine
Hilfslichtgquelle, insbesondere eine Laserlichtquelle,

vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Schwenkeinrichtung (11) zum Verschwenken der
Mittel (7) zum Erzeugen des Arbeitslichtstrahls (8),
insbesondere zusammen mit den Mitteln (9) zum Erzeugen
des Hilfslichtstrahls (10), um eine X-Achse, um eine
senkrecht zur X-Achse angeordnete Y-Achse und um eine
senkrecht sowohl zur X-Achse als auch zur Y-Achse ver-

laufende Z-Achse vorgesehen sind.
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Vorrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schwenkeinrichtung (11) 1lésbar mit einer die
Mittel (7) zum Erzeugen des Arbeitslaserstrahls (8)
und die Mittel (9) zum Erzeugen des Hilfslichtstrahls
(10) aufnehmenden Funktionseinheit (6) verbindbar

sind.

Vorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Funktionseinheit (6) in zwei um 90° zueinan-
der versetzten Befestigungspositionen an der Schwenk-

einrichtung (11) festlegbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass Mittel =zum horizontalen Ausrichten der Y-Achse
und/oder zum vertikalen Ausrichten der Z-Achse vorge-

sehen sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 Dbis 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass an der Vorrichtung (1) mindestens eine Markierung
(5, 18) angeordnet ist, die in einer von der X-Achse
und der Z-Achse aufgespannten, den Hilfslaserstrahl
(10) aufnehmenden Ebene oder in einer zu dieser paral-
lelen Ebene angeordnet ist und/oder in einer von der
X-Achse und der Y-Achse aufgespannten, den Hilfslaser-
strahl (10) aufnehmenden, Ebene oder in einer zu die-

ser parallelen Ebene angeordnet ist.
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System, umfassend eine Markier- und/oder Nivelliervor-
richtung (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche
sowie ein parallel zu der Projektionsebene (4) anord-

nenbares Spiegelelement (2).

System nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Spiegelelement (2) an einer die Projektions-

ebene (4) bildenden Wand aufhangbar ist.

Verfahren =zum Projizieren von, insbesondere punkt-
und/oder linienfdrmigen, Markierungen (5, 18) in un-
terschiedlichen Parallelebenen auf einer Projektions-
ebene (4), vorzugsweise unter Einsatz eines Systems
nach einem der Anspriche 3 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass ein parallel zu einem Arbeitslichtstrahl (8) ver-
laufender Hilfslichtstrahl (10) zusammen mit dem Ar-
beitslaserstrahl (8) derart ausgerichtet wird, dass
ein wvon einer zur Projektionsebene (4) parallelen
Spiegelebene (3) =zuriickreflektierter Lichtstrahl in
einer zu der Projektionsebene (4) senkrecht verlaufen-
den, den Hilfslichtstrahl (10) aufnehmenden, Ebene an-
geordnet ist und dass danach der Arbeitslaserstrahl
(8) um eine parallel zur Projektionsebene (4) ausge-

richtete Schwenkachse verschwenkt wird.

Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Hilfslichtstrahl (10) punktfdormig ist und zu-
sammen mit dem Arbeitslichtstrahl (8) derart ausge-

richtet ist, dass der an der Spiegelebene (3) zurick-
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12.

16

reflektierte Lichtstrahl mit dem Hilfslaserstrahl (10)

zur Deckung kommt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Z-Achse vertikal und/oder die Y-Achse hori-

zontal ausgerichtet wird.
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